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１．概要（Summary） 

ダイヤモンドは、ワイドバンドギャップ、高絶縁破壊電界、

高移動度、高熱伝導率などの優れた特性から、次世代半

導体材料として期待されている。 

ダイヤモンドは、高温高圧法あるいは気相合成法

（Chemical Vapor Deposition; CVD）によって合成され

る。特に、マイクロ波プラズマを用いた CVD 法は、ダイヤ

モンドのエレクトロニクス応用を目指した研究においてよく

使われる。水素で希釈したメタンのプラズマ中に基板を設

置することで、基板表面にダイヤモンドが堆積する。ダイ

ヤモンド基板を用いることで、エピタキシャル成長も可能

である。 

研磨されたダイヤモンド基板の表面のラフネスは、

Ra=0.5 nm程度である。このようなダイヤモンド基板の表面

にエピタキシャル成長したダイヤモンドのラフネスも、一般

に同程度かより大きな値となる。 

しかし、表面にメサ構造をもつダイヤモンド基板を使い、

極低メタン濃度で成膜することによって、ステップテラス構

造を示す平坦なダイヤモンド表面を形成できることが、徳

田らによって報告された（参考文献 1）。100 m四方内に

ステップがないような、極めて平坦な表面も形成できること

が示されている。 

このような平坦なダイヤモンド表面は、例えば横型の電

界効果トランジスタなどの電子素子を作る場合に、その高

性能化に役立つ。われわれは同様の方法で平坦なダイ

ヤモンド表面を準備し、これを使った電界効果トランジスタ

の研究に取り組んでいる（参考文献 2）。本課題では、最

大 125 m四方の走査範囲を有する走査プローブ顕微鏡

SPM2 を用いて、平坦化処理を行ったダイヤモンドの表

面観察を目的とした。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

走査プローブ顕微鏡 SPM2[SPM-9600_9700] 

【実験方法】 

ダイヤモンド表面にメサ構造をエッチングにより形成し、

極低メタン濃度で CVD 成膜することで、原子レベルで平

坦な表面をもつダイヤモンドを準備した。面方位は(111)

である（参考文献 2 参照）。この表面を走査プローブ顕微

鏡 SPM2[SPM-9600_9700]を用いて観察した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

ダイヤモンド表面を観察したところ、ダイヤモンド(111)

面のステップ高さ(0.21 nm)よりも大きなノイズが見られた。

走査プローブ顕微鏡の設置環境（クリーンルーム内；ファ

ンなどの騒音あり）のためと考えられる。Fig. 1は、ノイズ低

減の条件を探るために測定した TiO2ステップ基板の表面

の高さプロファイルである。 
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Fig. 1 Height profile of a TiO2 substrate with steps. 


